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１．概要（Summary） 

高齢化社会に向けて安全安心な国民生活を確保する

ため、健康及び安全管理のモニタリングシステムとして呼

気センシング用“光集積デバイス”の実現を目指している。

今回は、ナノピクセルとハイメサ導波路によるセンシング

光集積回路の試作のため、広島大学ナノデバイス・バイ

オ融合科学研究所の設備を利用して、ナノピクセル構造

のリソグラフィ・描画とエッチングを行い、センシング導波

路上の SiO2成膜及びリソグラフィ・描画を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精度電子ビーム描画装置、レイアウト設計ツール、

エッチング装置、常圧 SiO2 CVD装置 

【実験方法】 

① 超高精度電子ビーム描画装置を利用して、異なるホ

ール径のナノピクセル構造のリソグラフィ描画を行っ

た。 

② エッチング装置を利用して、ナノピクセル構造のエッ

チングを行った。 

③ 常圧 SiO2 CVD装置を利用して、750nmの SiO2成

膜を行った。 

④ アライメントマークの窓開け工程を本学で行った。 

⑤ 超高精度電子ビーム描画装置を利用して、導波路部

分のリソグラフィ描画を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ナノピクセル構造のリソグラフィ描画結果の SEM 観察

結果を Fig. 1 に示す。複数の異なるホール径（90 nm、

及び 148 nm）のナノホールを一括形成することは難しか

ったが、製造方法を見直し、ホール径毎に露光工程を分

割する手法により、異なるナノホール径が含まれていても、

同一基板上に形成できることを確認した。またこの手法を

用いて予備的に Si 基板のエッチングを行い、深さ 200 

nm 以上の良好なナノホール形成がなされることも確認し

た（Fig. 2参照）。 
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Fig. 1 Exposure results with different nano-hole 
diameters. (a) 90 nm diameter nano-holes; (b) 
148 nm diameter nano-holes. 

Fig. 2 The etching result of nano-hole. 
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